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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本分析機器工業会

（JAIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべ

きとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 
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この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実
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レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法

及び誘導結合プラズマ発光分光分析法 

General rules for laser ablation ICP spectrometry 

 

1 適用範囲 

この規格は，元素の定性分析，定量分析及び同位体比測定に用いる，レーザーアブレーションと誘導結

合プラズマスぺクトロメトリー（誘導結合プラズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法）と

を組み合わせた分析システム（LA-ICP-MS 又は LA-ICP-OES）に関する一般的事項について規定する。こ

の規格は，バルク分析及び局所分析（点分析，線分析，二次元イメージング分析，深さプロファイル及び

三次元イメージング分析）に適用する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 6802 レーザ製品の安全－クラス分け及び要求事項 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0116:2014 発光分光分析通則 

JIS K 0133:2022 誘導結合プラズマ質量分析通則 

JIS K 0211 分析化学用語（基礎部門） 

JIS K 0212 分析化学用語（光学部門） 

JIS K 0215 分析化学用語（分析機器部門） 

JIS K 0216 分析化学用語（環境部門） 

JIS Z 8402-1 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）－第 1 部：一般的な原理及び定義 

JIS Z 8402-2 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）－第 2 部：標準測定方法の併行精度及

び再現精度を求めるための基本的方法 

JIS Z 8402-3 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）－第 3 部：標準測定方法の中間精度 

JIS Z 8402-4 測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）－第 4 部：標準測定方法の真度を求め

るための基本的方法 

  


